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１．概要（Summary） 

シリコン基板での新たなナノ光源として，グラフェンから

の強いラマン散乱光に注目し，シリコンフォトニック結晶共

振器の共振モードと光結合させることで，ラマン散乱光の

増強を確認した． 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

ステルスダイサー 
高速大面積電子線描画装置 
クリーンドラフト潤沢超純水付 
高速シリコン深掘りエッチング装置 

【実験方法】 
ステルスダイサー装置を用いて 2 cm 角に切り出した

SOI（Silicon on insulator）基板に対しレジストを用いた

電子線描画を行う．線欠陥を持つ周期的なフォトニック結

晶光共振器のパターンが露光される．その後，再びダイ

シングを行うことによって 1 cm 角のチップに分割する．次

に分割された各チップに対してドライエッチング，ウェット

エッチングを行い中空構造の共振器を作製．作製したデ

バイスは，グラフェンを転写した後，研究室においてラマ

ン分光測定により評価を行った． 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
グラフェンを転写したデバイスの光学顕微鏡像を Fig. 1

に示す．フォトニック結晶の共振波長をラマン散乱の波長

帯に合わせることで，グラフェンからのラマン散乱がフォト

ニック結晶の共振モードと光結合をし，強く増強されてい

ることが確認できた． 
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Fig. 1 Optical microscope image of fabricated 
devices with graphene. 


